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Abstract (en)
[origin: ES8703746A1] A method and device for removing solid or liquid particles contained in suspension in a gas stream by an electric field,
wherein the gas stream flow is directed past ion sources which simultaneously act as field electrodes. The suspended particles are thereby changed
in a bipolar manner, such that approximately half of the particles are positively charged and the other half negatively charged, and are forced by the
electric field to migrate across the gas stream into a preferred neutralization zone where they are concentrated, discharged, partially agglomerated
and coagulated. Subsequently, the particle-enriched and particle-depleted partial gas stream thus formed are separated and treated further in
accordance with operating requirements. Thereby the remaining gas stream maximally loaded with particles is fed into a particle-removal device
where their withdrawal occurs. The device results in a considerable reduction in the gas volume carried along up to the fine-cleaning stage, and a
decrease in cost of the electrofilter by a factor of two or more.

Abstract (de)
Ein feste oder flissige Partikel in Suspension enthaltender Gasstrom (1) wird mittels eines elektrischen Feldes (3) entstaubt, indem er Quellen
elektrischer Elementarteilchen, vornehmlich lonenquellen (24, 25), welche gleichzeitig Feldelektroden sind, entlanggefihrt wird, wobei die
suspendierten Partikel bipolar aufgeladen werden, derart, dass ungeféhr zur Halfte positive (21) und negative (9) Partikel vorliegen, welche
durch das elektrische Feld (3) zu einer Querwanderung in eine bevorzugte Neutralisationszone (23) gezwungen werden, wo sie konzentriert,
entladen, zum Teil agglomeriert und koaguliert werden. Anschliessend werden die derart gebildeten, an Partikeln angereicherten bzw. verarmten
Teilgasstrome getrennt und in der Folge nach Massgabe der betrieblichen Anforderungen weiterbehandelt. Dabei wird der mit Partikeln maximal
angereicherte Restgasstrom (37) einer Abscheidevorrichtung (43, 46) zugefiihrt, wo der Austrag (45) stattfindet. Betréchtliche Verringerung des bis
zur Feinreinigung mitzuschleppenden Gasvolumens. Verkleinerung des apparativen Aufwandes des Elektrofilters um den Faktor 2 oder mehr.
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